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近年、マイクロ流路を用いた分析チップに関する研究が盛んに行われている。マイクロ流路の加

工に関してはホットエンボスやリソグラフィ技術が用いられている。本研究では、マイクロ流路の

フィルター等に使用する微小貫通穴の加工技術構築を目的に、スピンコートにより作製した PMMA
（ Poly(methyl methacrylate)）薄膜に対し、SR 光リソグラフィを用いて 3µm の貫通穴の作製に成功

した。 
 
  Recently, researches on the chip analysis using a microchannel have been actively reported. Lithography 
technique and/or hot embossing were used for fabricatig the microchannel. In this study, PMMA 
(poly(methyl methacrylate) thin film was prepared by spin coating, and the micro through-holes with a 
diameter of 3μm were successfully fabricated using the SR lithography.  
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 背 景 と 研 究 目 的 ：  近 年 、 Micro-TAS

（Micro-Total Analysis System）と呼ばれるマ

イクロ流路を用いた研究が盛んに行われてい

る[1][2]。タンパクの分析や医療検査において、

微量な検体量で短時間かつ簡便に測定可能な

技術として注目されている。そのマイクロ流

路の作製には、半導体製造用のリソグラフィ

技術等の微細加工技術が主に適用されている

[3]。加工材料としてはシリコンやガラスが用

いられてきたが、生産性や廃棄処理の問題か

ら、ホットエンボス[4]や射出成形[5]等による

プラスチック製マイクロ流路の作製が行われ

ている。マイクロ流路の形状としては、分岐

や段差等あるものの溝加工が多い。貫通孔の

形成も行われているが孔加工後に研磨を行う

など工程が多い。本研究では、マイクロ流路

形状としてセルソーター[6]等への活用が可

能な貫通孔に着目し、容易に貫通孔を製作す

る技術開発を目的とした。 
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実験： 本研究ではSR光源として、立命館大

学SRセンターが所有しているAURORAの

BL-6を利用した。実験プロセスをFig2.に示す。

MicroChem社製のPMMA (Polymethyl 
methacrylate)レジストを用い、Siウェハ上にス

ピンコートにて厚さ10µmの薄膜を作製した。 

 
 
 
 

Fig. 1. Fabrication process of micro through-holes. 
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その後、薄膜はSiウェハから剥離して使用し

た。マスクとしては西嶋製作所製の穴径φ

5µmの貫通穴を有する Ni電鋳メンブレン（メ

ンブレン厚さ 46µm）を使用した（Fig.2）。こ

のメンブレンを介してPMMA薄膜に照射SR
光を照射した。照射後GG現像液を用いて、

37℃で1時間現像を行い、貫通穴の計測を行っ

た。なお、計測には、キーエンス社製のレー

ザ顕微鏡を用いた。 
 
結果、および、考察： Fig. 3 に加工した

PMMA薄膜のレーザ顕微鏡画像を示す。光学

顕微鏡による観察およびレーザ顕微鏡による

段差測定により、貫通穴が形成できているこ

とを確認できた。また、レーザ顕微鏡で穴径

を計測した結果、直径は 5.6～5.8µmであった。 

Fig. 2. Ni membrane mask with through-hole 
 

 

照射条件および現像条件に課題があり、穴

径がマスクよりも大きくなった。 
本研究では、貫通穴のさらなる小径化を目

指し、Ni 電鋳メンブレンに Au スパッタを行

い、マスクの穴径を 2.8µm まで縮小し、SR
照射実験を追加で行った。その結果を Fig.4.
に示す。一部貫通していない箇所があったも

のの、直径 3µm の貫通穴を形成できたことを

確認した。 Fig. 3. Laser microscope image of processed 
PMMA film   
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